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はじめに

日本では早期公開制度の導入により、出願日から１８ヶ月経過する前に
公開公報が発行されたり、 早期に審査が行なわれ、公開公報発行前
に登録公報が発行されたりするケースが増えている。

この傾向は韓国や台湾においても同様にみられ、中国では早期審査制
度こそないが、早期審査を希望する場合には早期公開制度を利用して
審査の促進を図ることができるとされている。
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しかし、早期公開制度の導入以前から、１８ヶ月経過前に公開されるも
のがあり、その実態は、これまでの文献でも明らかにされていない。

また、出願から4年以上経ってから公開される案件もある。「分割出願」

がある場合には、そのようなケースも考えられるが、その実態はやはり
定かではない。

そこで、中国、台湾、韓国のこれら早期公開、早期登録および遅延公開
の実態について検証した結果を報告する。



中国 韓国 台湾 日本

公開制度 優先日から18ヶ月後に公開

早期公開 あり
（1985年)

あり
（1994年）

あり
（2003年）

あり
（グリーン出願）

各国特許制度の比較
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早期審査

（優先審査）

なし
早期公開により
早期に審査着手

あり
（2009年）

超高速審査（グ
リーン技術）

あり
（2001年）

あり

遅延審査

（審査猶予）

なし あり
（2008年）

なし なし



中国特許情報に関する改正の概要

1985年中国専利法制定
・早期公開(第34条2項) SIPOは初歩審査の後、拒絶するものを除き直ちに出願
公開する。

1993年（第1次改正）
・保護期間の延長 特許：15年⇒20年 実案8年⇒10年
・権利付与前の異議申し立て⇒権利付与後の異議申し立て

1994年
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1994年
・特許協力条約（ＰＣＴ）締結

2001年（第2次改正）
・WTOに加盟

2009年（第3次改正）
・公知・公用による新規性喪失
・二重出願制度の修正

早期審査制度は無く、早期公開を申請することによって優先的に審査し
てもらうことが可能



台湾特許情報に関する改正の概要

2001年
・国内優先権の導入
・公開制度開始（2002年10月以降出願） 2003/7～公開公報発行
・優先審査：公開後、発明を実施する場合には申請できる。
・特許権存続期間：15年⇒20年

2004年
・公報番号の表記変更
・異議申立制度の廃止
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・異議申立制度の廃止
・実用新案の無審査登録制度への移行

2010年
・権利喪失後の権利回復規定新設
・加速審査制度

1)外国対応出願が特許査定を受けた場合
2)JPO,USPTO,EPOからオフィスアクションを受けた場合
3)出願人による商業上の実施行為



1994年
・特許権の存続期間が15年⇒20年に。（1986年に12年⇒15年）
・早期公開制度

1998年
・二重出願制度

2006年
・審査開始日の促進：審査請求日から１０ヶ月以内に審査開始

韓国特許情報に関する改正の概要
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・審査開始日の促進：審査請求日から１０ヶ月以内に審査開始
・二重出願制度の廃止 ⇒ 実案から特許への変更出願が可能に
・日韓特許審査ハイウェイにより簡易な手続きで優先審査が可能に。

2009年
・優先審査制度（審査請求順に関係なく他の特許出願に優先して審査）
・超高速審査（グリーン技術と直接関連した出願）

優先審査より更に速い優先審査決定書発送日から14日以内に審査に着手



早期公開特許の実態

3カ国の公開件数推移
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【早期公開特許】 特許制度に関係なく、出願日から18ヶ月経過する前に公開される特許

【使用DB】 中国：CNIPR，韓国：KIPRIS，台湾：TIPLO



中国の早期公開状況①

中国の早期公開

200000

250000

300000

80%

100%出願数

18ヶ月前公開

優先権主張

早期公開率

8

0

50000

100000

150000

200000

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

出願年

件
数

0%

20%

40%

60%

早
期
公
開
件
数



中国の早期公開状況②

中国の早期公開
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台湾の早期公開状況①

台湾の早期公開
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台湾の早期公開状況②

台湾の早期公開
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韓国の早期公開状況①

韓国の早期公開
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韓国の早期公開状況②

韓国の早期公開
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早期登録特許の実態
3ヵ国の登録件数推移
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【早期登録特許】 早期審査制度に関係なく、出願日から18ヶ月未満に登録となる特許
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中国の早期登録状況

中国の早期登録
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台湾の早期登録状況

台湾の早期登録
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韓国の早期登録状況

韓国の早期登録
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韓国登録の公開公報未発行数
【留意点】
早期に登録された案件のうち、公開公報が発行されない場合がある。

公開公報の未発行状況
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中国特許の抄録収録率

CN 登録特許の収録率
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台湾特許の抄録収録率
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韓国特許の抄録収録率
【留意点】
商用データベースの多くは登録の収録率が悪く、SDI検索では注意が必要です。
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遅延公開の実態
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【遅延公開特許】出願から4年目以上経過して公開される特許

出願から4年以上経っている
ものは、「分割出願」？



中国特許情報／遅延公開
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分割でもなく、出願から
５年以上たって公開



台湾特許情報／遅延公開
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分割



韓国特許情報／遅延公開
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分割



まとめ

優先権主張を伴わない早期公開が、特に中国において増
えて来ている

早期登録される案件が、特に韓国において増えている

中国ではPCT出願からの移行で公開が遅いものがある

商用英語データベースの中国特許収録のタイムラグはほ
ぼ１～２ヶ月と良好

26

ぼ１～２ヶ月と良好

韓国登録特許の収録率が不十分な商用英語データベー
スもあり、場合によっては、KIPRISなどの原語データベー
スで補完する必要がある

東アジア各国の情報を漏れなく収集できるかについては
極めて重要な問題であり、 SDI検索には使用データベー
スの収録率を確認する必要がある



ご清聴ありがとうございました。

A11 早期公開・登録および遅延公開をめぐる東アジア各国の諸問題


